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Contexte

Objectif : Développer des dépôts NEG (Non Evaporable Getter,

alliage Ti‐Zr‐V) d’épaisseur mince (< 100 nm) pour des applications
comme pompage distribué et dépôt antimultipacting pour FCC‐ee
(nécessité d’avoir une épaisseur faible pour des raisons d’impédance).

1. Dépôts texturés
2. Dépôts colonnaires
3. Taille moyenne des grains non idéale (75 nm) pour faible T° d’activation

Conclusions

1 ‐ Mesures SEY (rendement d’émission d’électrons secondaires)
2 ‐ Tests avec une nouvelle composition de tresse: Ti‐2 Zr‐2 V
3 ‐ Activation du NEG Mesures des vitesses de pompage

Perspectives

Élaboration par Pulvérisation Magnétron

Caractérisation microstructurale (MEB)
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Littérature

Domaine « good » : Bonne composition pour 
obtenir une faible taille de grain, une grande 
efficacité de pompage et une faible T d’activation

Domaine « bad » : composition avec une grande 
taille de grain (> 100 nm) et une faible efficacité de 
pompage.
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 Ionisation du Krypton sous l’effet des champs  et 
 Bombardement de la cathode de Ti‐Zr‐V par Kr+
 Pulvérisation de la cathode par effet balistique et dépôt
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